Resumé
Les plantules de Pisum sativum L. sont soumises à un stress par le nitrate de plomb (Pb(NO3)2). Le plomb étant un métal lourd non biodégradable par les organismes vivants. Le nitrate de plomb provoque un ralentissement et une réduction du pourcentage de germination des graines de petit pois. Les ions de plomb s'accumulent dans les graines et provoque un stress ionique causant ainsi une réduction de l'activité amylasique, enzyme clé de la germination. A une forte concentration de nitrate de plomb (50mM), la germination est complètement inhibée. Les plantules de Pisum sativum L. sont aussi affectées par la présence de nitrate de plomb. Il réduit fortement la croissance des plantules en inhibant la formation des racines secondaires et en réduisant à certaines concentrations l'élongation de la partie aérienne et de la partie racinaire. De plus, les ions de plomb s'accumulent dans les plantules traitées en particulier au niveau des racines et cause une réduction du poids frais et du poids sec. Ils entrainent une diminution de la teneur relative en eau des feuilles (TRE), qui a pour conséquence une augmentation de la teneur en proline. Ils induisent donc un stress hydrique physiologique. Une augmentation de pigments chlorophylliens est observée également.  Le stress par le nitrate de plomb provoque des symptômes de toxicité aussi bien au niveau de la germination qu'au niveau de la croissance des plantules.
